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短パルス高強度レーザーを物質表面に集光照射するとアブレーションによって損傷構造が形成

される。現在までに我々は、波長 13.9 nm の軟 X 線レーザーパルスを物質表面に集光照射すると、

他のレーザーに比べて低いフルーエンスでもアブレーションが起こり、ナノメートルオーダーの

微細構造が形成されることを見出した[1, 2]。例えば、アブレーション閾値近傍の低フルーエンス

軟 X 線レーザーパルスの照射により、アルミニウム表面には特異な円錐状構造物が形成され、ま

た、金の表面においては波状構造が形成される。モデル計算による理論的考察からは、破砕的な

アブレーション機構が提唱されており、特に閾値近傍の低フルーエンス領域では、表面溶融層が

飛散することで損傷構造が形成されることが示唆されている[3, 4]。最近、我々は軟 X 線レーザー

の照射実験および数値計算から、照射によって加熱される物体の電子温度が 1 eV 未満の低温状態

であることを導出した[5]。 

アブレーションによる短パルス高強度レーザーと物質との相互作用は、物質表面への微細加工

の手段として研究が続けられている。軟 X 線レーザーによって物質表面では低い電子温度でアブ

レーションが起こり、軟Ｘ線レーザーによるアブレーションを利用することによって、従来より

も高効率で物質表面に微細加工が可能となると期待できる。発表では、軟Ｘ線レーザーによって

物質表面で起こるアブレーション機構とアブレーションによって形成される特異なナノ構造の応

用の可能性についての考察を行う予定である。 
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